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个人简历： 

刘东平，1971年11月出生，教授，博士生导师。2001年3月在大连理工大学获博士学位，2001年4月-2006
年6月先后在德国代根多夫应用科技大学和美国科罗拉多州立大学做博士后研究工作。研究工作主要集中
在多种等离子体应用研究及等离子体诊断分析工作。在多种低温等离子体设计与应用，如射频等离子
体、介质阻挡等离子体离子体、微波等离子体、辉光放电等离子体、阴极真空弧放电、磁控溅射等离子
体等具有多年的工作基础。以第一或通讯作者在Appl. Phys. Lett.，J. Appl. Phys.，ACS-Appl. Mater. 
Interface，Chem. Phys. Lett.等SCI杂志上发表论文约50篇，主编译著1部。曾荣获德国代根多夫城市高校科
研奖（奖金5000欧元）。 

 

研究方向： 

低温等离子体物理（等离子体化学） 

 

科研项目

暂无 
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